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文内容の要旨

イオンプレーティング法は真空中で付着物質をイオン化し，電界あるいは磁界で制御し基板に付着

させる方法である O したがって薄膜の付着特性がすぐれており，基板の全面に薄膜を作成することが

可能で，また廃液を生じないなどの利点を有している O しかし，イオンプレーテイング膜の付着機構

は明確に解明されておらず，その工学的応用も発展途上の段階にある D

本論文はイオンプレーティング膜の付着機構を解明するとともにイオンプレーティング法を広く工

学的に応用しようと試み，その成果をまとめたものである O

第 1編はイオンプレーティング法と薄膜の付着機構について述べたものである O

第 1章では本編における研究目的とその内容について明記している O

第 2章では新しく開発した種々のイオンプレーティング法の原理と試作装置について記述している。

第 3章ではイオンプレーティング法の特徴である付着特性の優秀さに注目し，薄膜の基板への付着

力を調べ，イオンプレーティング膜の付着に影響を与える因子を見つけだしている O

第 4章で、は前章で見つけだした付着特性に影響を及ぼす因子による薄膜，付着界面，基板の構造変

化や付者界面での濃度分布を調べ，イオンプレーティング膜の付着機構について吟味している O

第 5章は本編で得た結果をまとめた結論である O

第 2編は付着特性のすぐれたイオンプレーテイング膜の工学的応用について述べたものである O

第 1章では本編の目的と従来の研究者らの報告について述べている O

第 2章ではイオンプレーティング法の工学的応用として，国体接触面聞において必ず発生する摩擦

摩耗などのトライボロジ現象の防止と緩和の問題を取り上げ，イオンプレーティング膜の効果につい
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てキ食言すを加えている O

第 3章では材料の疲労強度を改善しようと試み，イオンプレーティング膜を付着させて疲労試験を

行い，イオンプレーティング膜を評価している O

第 4章ではイオンプレーティング膜を付着させてアドバンスト・フィラメントを作成し，その引張

強さを測定するとともに，このアドバンスト・フィラメントで強化した複合材料に対して摩擦試験を

行い，イオンプレーティング法はこの分野でも工学的に応用可能であることを示している O

第 5章では本編の結果を総合して検討を加え，イオンプレーティング法の工学的応用について評価

している O

最後に本研究で得た結果を総括している O

論文の審査結果の要旨

イオンプレーティング法は真空薄膜作成法の一種であって， 1963年に初めて発表されて以来次々と

新しい形式の装置が開発されている O しかし，これらはいずれも真空蒸着法を利用したものであるの

に対し，本論文ではスパッタリング法の利用によるイオンプレーティング装置を開発し，イオン化効

率の増大したがって薄膜付着力の強化に成功している O さらに超高真空イオンビームプレーティング

装置，質量分析器付きイオンビームプレーティング装置，反応性イオンプレーティング装置などを試

作しそれぞれ特色のある薄膜生成に成功している O

これら各種の装置によるイオンプレーティング薄膜について，付着力試験を行い，その結果を解析

することにより，イオンプレーティング法による薄膜の付着機構を明らかにすると同時に，さらに薄

膜，付着界面および基板を透過形電子顕微鏡，走査形電子顕微鏡，二次イオンマススペクトロメータ，

オージェ電子スペクトロメータなどにより観察し，薄膜付着機構にさらに詳細な吟味を加え新知見を

与えている O

次に摩擦特性の改良，耐摩耗性の向上，疲労強度の改善などにAu，AιB4C，MoS2， A120~ その他のイ

オンプレーティング薄膜が有効であることを明らかにし，イオンプレーティング法の工学的応用に多

大の成果を得ている O

以上の結果から本論文は工学上また工業上貢献するところが大であり，博士論文として価値あるも

のと認める O
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